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Одной из актуальных проблем в области электровакуумных СВЧ-приборов 

(ЭВП) остается повышение их надежности и эффективности с одновременным сокра-

щением продолжительности производственного процесса [1]. 

Различные микрозагрязнения обусловливают временные или полные короткие 

замыкания. Вредное действие органических и неорганических загрязнений состоит в 

том, что они разлагаются при нагреве и под действием ионной или электронной бом-

бардировки, выделяя газообразные продукты, ухудшающие вакуум в приборе и сокра-

щающие срок службы катода. 

В производстве ЭВП применяют принципиальную технологическую схему 

очистки, состоящую из операций механической, химической, электрохимической и 

термической очистки [2]. 

Интерес представляет обработка электродов и арматуры ламп в газовом разряде 

как альтернативного способа интенсификации процесса обезгаживания приборов при 

откачке [3] и дополнительная операция очистки. При этом методе происходит травле-

ние поверхности и приповерхностного слоя заряженными частицами, что позволяет 

также снизить шероховатость, добившись тем самым значительного снижения газовы-

деления [4]. При этом ионная обработка объединяет операции обезжиривания и хими-

ческого травления и исключает опасность деформации, изменения структуры или гео-

метрии деталей. 

Тем не менее, очистка в газовом разряде обладает рядом недостатков, с целью 

предотвращения которых следует эмпирическим путем устанавливать режимы обра-

ботки для различных деталей: 

 невозможность удалять газы, растворенные в объеме металла и имеющие 

высокую энергию адсорбции; 

 внедрение бомбардирующих ионов в приповерхностный слой обрабаты-

ваемого материала; 

 распыление обрабатываемого материала, миграции распыленных атомов. 

Целью данной работы является организация экспериментов по подбору режимов 

ионно-плазменной обработки материалов ЭВП. 

Для реализации поставленной цели был выбран диодный реактор (рис. 1). Таким 

образом травление происходит непосредственно в области, где генерируется плазма. 

Обработка проводилась в среде аргона на частоте 40 кГц и осуществлялась следующим 

образом: после откачки системы (рис. 2) до давления порядка 10-7 Торр производилось 

отключение высоковакуумного насоса, затем через нее пропускался стационарный по-

ток рабочего газа до получения в камере давления, устанавливаемого натекателем. За-

тем включался источник и происходила очистка деталей, распыленные при этом газы 

откачивались форвакуумным насосом, давление внутри камеры измерялось с помощью 

термопарного манометрического преобразователя. 
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Рис. 1. Внешний вид реактора и результат травления меди (PAr = 0,8 Торр, U = 515 В) 

 

 
Рис. 2. Принципиальная вакуумная схема установки 

 

Дальнейшая работа направлена на совершенствование конструкции установки и 

проведение экспериментов по подбору режимов ионно-плазменной обработки для дру-

гих материалов ЭВП. 
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